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Kanto Chapter 10th Anniversary Symposium Poster Program 

 

Poster Core Time: 15:00~15:45 (odd numbers), 15:45~16:30 (even numbers) /  

コアタイム: 15:00~15:45 (奇数番号), 15:45~16:30 (偶数番号) 

 

P-01 “Step conductivity of Pb monolayers formed on Si(111) studied by low temperature scanning 

tunnelling microscopy/potentiometry” 

 Junya Okazaki (Univ. of Tokyo) 

 

P-02 “STM and DFT Investigation of Sequential Dehydrogenation of a Single Acetylene Molecule 

on the Cu(111) Surface” 

 Shoma Tateda (Univ. of Tokyo) 

 

P-03 “Chiral honeycomb lattices of non-planar π-conjugated supramolecules on Ag(111) surfaces” 

 Ryohei Nemoto (NIMS) 

 

P-04 “High-performance widegap CIGS solar cells with ZTO buffer layer” 

 Takeshi Nishida (AIST) 

 

P-05 “Observation of multi-carrier Hall effect by Mn doping into a topological crystalline insulator 

thin film SnTe” 

 Yoshihiro Fukushima (Science Tokyo) 

 

P-06 “Activation mechanism of surface partially nitrided high-purity titanium deposited film as a 

nonevaporable getter (NEG) studied by soft X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and 

angle-resolved hard X-ray photoelectron spectroscopy (HAXPES)” 

 Kazuhiko Mase (KEK PF) 

 

P-07 “Non-reciprocal Photocurrent on Strong Spin-Orbit Coupling Surfaces” 

 Shuji Hasegawa (Univ. of Tokyo) 

 

P-08 “Interface sensitive observation of Fe and Ni K-edges for SAE304 steel under water by TREXS” 

 Hitoshi Abe (KEK-IMSS) 

 

P-09 “Silica under pressure: structure analysis with locally averaged atomic fingerprints and 

unsupervised learning” 

 Anh Khoa Augustin Lu (Univ. of Tokyo) 

 

P-10 “A simple and convenient pathway to the quasicrystal graphene” 

 Ryota Akiyama (Univ. of Tokyo) 

 

P-11 “Residual gas analysis in oxygen-free Pd/Ti deposited UHV chamber” 

 Takashi Kikuchi (KEK PF) 
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P-12 “In situ observation of CO2 reduction over Au/p-GaN photoelectric catalyst” 

 Ryo Toyoshima (Univ. of Tokyo) 

 

P-13 “宇宙機搭載を想定した無酸素 Pd/Ti 蒸着非蒸発型ゲッター （NEG）ポンプの高温活性化

と排気特性評価” 

 狩野 悠 (入江工研) 

 

P-14 “Topochemical fluorination of perovskite SrCeO3 epitaxial thin films” 

 Ayuka Nakano (Ochanomizu Univ.) 

 

P-15 “Fluoride-ion conductivity of strontium cerium fluoride epitaxial thin films” 

 Miku Hagiwara (Ochanomizu Univ.) 

 

P-16 “Structural changes in bismuth iron oxide epitaxial thin films via topochemical fluorination” 

 Akiko Kamigaito (Ochanomizu Univ.) 

 

P-17 “Topochemical fluorination of yttrium-barium ferrite epitaxial thin films” 

 Reina Tsuiji (Ochanomizu Univ.) 

 

P-18 “Control of Film Structure by Dual Bipolar High-Power Pulsed Magnetron Sputtering at low 

gas pressures” 

Kai Watanabe (Seikei Univ.) 

 

P-19 “Atomic Force Microscopy and Raman Spectroscopy of Carbon Black” 

Ryoto Yasukawa (Keio Univ.) 

 

P-20 “Analysis of Moiré Superlattice of MoS2 Monolayer on Au(111) via Scanning Tunneling 

Microscopy” 

Shotaro Mori (Keio Univ.) 

 

P-21 “Study of electronic states of atomic-layer materials composed of Sb and Pb” 

Honoka Otsuka (Waseda Univ.) 

 

P-22 “Study of spin transport properties at the Rashba interface on bismuth” 

Shunji Ito (Waseda Univ.) 

 

P-23 “Fabrication and structure evaluation of (Bi, Pb) atomic-layer compound on Ge(111) substrate” 

Rintaro Takahashi (Waseda Univ.) 
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P-24 “Electronic states of Bi ultrathin film on Sb studied by ARPES” 

Suzuna Inoue (Waseda Univ.) 

 

P-25 “Interface-induced weak ferromagnetism in altermagnetic MnTe thin films” 

Ryosuke Akiyama (Science Tokyo) 

 

P-26 “Automated Feature Extraction of Fermi Surface via Interpretable Machine Learning” 

Daichi Ishikawa (Tokyo Univ. of Sci.) 

 

P-27 “Discrimination of three types of biomolecules based on the difference in intensity recovery 

of near-infrared fluorescence emission from single-walled carbon nanotubes with different 

chiralities” 

Taiyo Hirose (Tokyo Univ. of Sci.) 

 

P-28 “UMAP-Driven Automated Identification of Crystal and Electronic Structures in Boron 

Nitride from X-ray Absorption Spectra” 

Reika Hasegawa (Tokyo Univ. of Sci.) 

 

P-29 “Development of an Automated Fermi Surface Analysis Model for Multi-component Co-

Based Heusler Alloys” 

Soichi Takase (Tokyo Univ. of Sci.) 

 

P-30 “Orientational Preference and Stability in a Water Monolayer on Pt (111): Effects of Hydrogen 

Atom Interface Modification” 

Yuta Takahara (SOKENDAI) 

 

P-31 “Investigation of Black Rutile TiO2(110) by Photoemission Spectroscopy and In-Situ 

Electrical Conductivity Measurement” 

Muhammad Irfandi (Univ. of Tokyo) 

 

P-32 “Lithium Electrodeposition Process in Various Water-added Electrolyte Solutions” 

 Asumi Yorita (Ochanomizu Univ.) 

 

P-33 “Cathode Reaction Analysis of Lithium-Air Battery Based on Operando XRD Measurements” 

 Kazuno Maeda (Ochanomizu Univ.) 

 

P-34 “Simulation of Spin Polarized Atomic Hydrogen Beam for High Polarization and Adsorption 

Experiments of Ni Thin Film” 

Fuka Watanabe (Univ. of Tokyo) 
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P-35 “Machine Learning-Driven Compositional Optimization of High-Entropy Alloy Nanoparticle 

Catalysts for Hydrogen Evolution Reaction” 

Koki Otsuka (Univ. of Tokyo) 

 

P-36 “First-principles calculations on charge states of ions around Σ5(310)/[001] grain boundary in 

cubic-ZrO2” 

Shungo Arai (Univ. of Tokyo) 

 

 







We Focus on Electron InnovationSuzhou  AISTech  Co. Ltd.  (AISTech) is  a  leading manufacturer 
and solutions  integrator  specializing  in  electron  microscope  
and  ultra-high  vacuum  (UHV)  systems.  Established  in  2024 
and based in Xiangchen  District, Suzhou City in China, AISTech 
excels   in   designing  ,  developing  ,  and   producing   core 
components for advanced electron microscopy technology. 

Our   facilities   includes  Class  10k  and  100k  cleanrooms 
spanning 250 m2, ensuring top standards for cleanliness and 
precision  in  our  systems’   development ,  assembly ,  and 
testing .  Additionally ,  our  machining  workshop  utilizes 
advanced technologies including 5-axis CNC machining, laser 
welding  systems ,  and  vacuum  furnaces  to  produce 
high-quality mechanical components.

JWS-F Series JWS-S Series

JWS-S series ion pump is designed for optimizing the pumping speed under the UHV 
environment. The pumping speed has been increased by 50% at 2×10-10 mbar.

Model Speed Size (L, W, H) (mm) Weight
JWS-F25 25 L/s 168.4, 121.2, 181.5 9.5 kg

JWS-F55

JWS-F75 75 L/s 260.0, 151.6, 381.5 25.6 kg

JWS-F100 100 L/s 369.1, 151.6, 318.4 36.3 kg

JWS-F150 150 L/s 369.1, 151.6, 380.0 45.0 kg

55 L/s 299.5, 129.5, 221.6 23.4 kg

Model Speed Size (L, W, H) (mm) Weight
JWS-S75 75 L/s 267.7, 180.6, 391.5 32.0 kg

JWS-S150 150 L/s 405.7, 194.6, 391.5 60.0 kg

JWS-S300 300 L/s 427.7, 283.2, 396.37 86.0 kg

JWS Ion Getter Pump

Aberration-corrected 
Spin-polarized Low Energy Electron Microscope
(ac-SPLEEM)

Specification
Cathode Spin Polarized Cathode

Resolution ≤ 5 nm

Field of View 1 μm – 160 μm

Sample Temperature 10 K – 1800 K

Electron Beam Size ≤ 50 μm

Vacuum
Cathode: ≤ 1×10  mbar

Main: ≤ 1×10  mbar
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Imaging Mode Image Mechanism
SPLEEM Bright/Dark Field

SPLEED, µ-SPLEED Magnetism

MEM

Ultrafast-SPLEEM Reflectivity

Quantum Phase

，



We Focus on Electron Innovation

+86 138 6130 9808

info@ais-tech.cn

Suzhou AISTech Co. Ltd.

蘇州元相微科技有限公司

5/F, Building 1C, Yangtze River Delta R&D Centre
No. 286 Qinglonggang Road, High-Speed Rail New Town
Xiangcheng District, Suzhou City, Jiangsu Province
China 215133

，

Spectroscopic Module Aberration Correction Module 

SPLEEM

LEEM

PEEM

Customize Your Own Surface Microscope



TOF-SIMS
モデル TOF-qSIMS Workstation

理想的な最上層の単分子膜のモニタリング
パラレル検出、高質量分解能（M/ΔM 1500）、
高質量範囲(<10,000m/z)
EDXのような他の手法では得られない
汚染と清浄度に関する疑問に迅速に回答

●
●

●

特 徴
デュアルの質量分析は、飛行時間質量分析で
高感度のトップ単分子層分析を実現しながら、
さらに、四重極質量分析計の
低濃度デプスプロファイリングと
高速イメージング機能を維持します。

TOFと四重極質量分析計を組み合わせた
コンビネーション解析
TOFと四重極質量分析計を組み合わせた
コンビネーション解析

半導体、ガラス製造、接着剤の汚染と表面状態（清浄度または機能化）の解析
航空宇宙、薄膜コーティング、製薬業界、一般的な材料分析および研究
未知種の故障分析（剥離および故障したインターフェース）
法医学およびリバースエンジニアリング

●
●
●
●

アプリケーション

最新

その他、PLD用四重極質量分析計、残留ガス分析計など
多数揃えております





入江工研株式会社
東京都千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビル414
TEL:03-3507-9611/FAX︓03-3507-9615

⼤阪府⼤阪市⻄区江⼾堀1-2-11
TEL:06-6445-2630/FAX:06-6459-3350

ICF70,114,152,203サイズ対応
超高真空用 非蒸発型ゲッターポンプ

(一社)日本真空工業会 2022年イノベーション賞受賞
®







レンタルラボサービス開始のご案内

目的

サービス内容

極低温SPMの計測環境を有償で提供する、”レンタルラボ“ サービスが利用受付中です。ハイエンドSPMのマシン
タイムを購入可能にし、論文に最適な測定データをより多くの方に提供するため、本サービスを始めました。

来社実験、リモート実験、ユニソクスタッフによる代理測定が可能となっています。装置購入だけでなく
装置メンテナンスの労力・時間が必要なくなり、実験計測への投資効率を高めることが可能です。

装置を購入せず、STM実験データを取得しませんか？

レンタルラボサービスの詳細につきましては
弊社までお気軽にお問い合わせください！初回利用時に特別割引中 レンタルラボ

（来社SPM実験）
サービス サイト

NbSe₂の原子分解能STM像NbSe₂の原子分解能STM像 アルミの超伝導ギャップアルミの超伝導ギャップ

HOPGのランダウ準位スペクトルHOPGのランダウ準位スペクトル



E-mail: info@unisoku.co.jp　　Web site: https://www.unisoku.co.jp/

〒573-0131　大阪府枚方市春日野 2-4-3　TEL  072(858)6456

株式会社 ユニソク
この装置は筑波大学重川・武内研究室が開発した光ポンプ・プローブSTMを製品化したものです この装置は筑波大学重川・武内研究室が開発した光ポンプ・プローブSTMを製品化したものです 

光励起現象の超高速ダイナミクスを
ナノスケールで観察！

新製品
時間分解走査トンネル顕微鏡システム時間分解走査トンネル顕微鏡システム

コンパクトにモジュール化した光学システムにより
時間分解STM測定が簡単にできるようになりました
コンパクトにモジュール化した光学システムにより
時間分解STM測定が簡単にできるようになりました

コンパクトな励起光源ユニットコンパクトな励起光源ユニット
●  時間分解能~80 ps
●  操作性を大幅に改善
●  試料表面上への長時間安定なレーザー照射
●  既存のSTM装置への追加可能

●  空間分解能~ 1 nm
●  長時間の時間分解測定(~1 day)

ナノスケールキャリアダイナミクス測定ナノスケールキャリアダイナミクス測定
※光源単体の販売も可能です

時間分解能 ~80 ps↔

低温成長GaAsの時間分解トンネル電流 (T = 300 K) GaAs(110)表面における緩和時間マッピング測定 (T = 6 K)

●  半導体材料(GaAs等)
●  遷移金属ダイカルコゲナイド
●  光触媒材料
●  太陽電池材料etc.

空間分解能<1 nm　時間分解能 ~80ピコ秒 

応用分野

特長




